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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にパターニングされた色変換フィルター層及び／またはカラーフィルター層と、
該色変換フィルター層及び／またはカラーフィルター層を被覆する高分子膜層と、該高分
子膜層に積層される無機膜層とを備える色変換部と、
　少なくとも一方が可視光透過性を有する一対の電極と該電極間に配置された有機ＥＬ層
とを備える有機ＥＬ素子部と
を積層してなるフルカラー有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
　前記高分子膜層の前記無機膜層と接する面及び／または前記陽極の前記有機ＥＬ層と接
する面を予め光処理する工程を含み、該光処理する工程が、前記高分子膜層の前記無機膜
層と接する面及び／または前記陽極の前記有機ＥＬ層と接する面を、直接光に晒すことな
く、光により発生する反応性分子及び／または励起原子に晒すことを特徴とする、フルカ
ラー有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記光が紫外線である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　装置本体と、該装置本体内に設けられた光発生手段と、基板保持手段とを備える、請求
項１に記載の製造方法における、光処理する工程に用いるフルカラー有機ＥＬ表示装置の
製造用の光処理装置であって、
　前記基板保持手段に保持される基板上の前記高分子膜層の前記無機膜層と接する面及び



(2) JP 4716168 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

／または前記陽極の前記有機ＥＬ層と接する面が、前記光発生手段で発生する光に直接晒
されることなく、前記光発生手段で発生する光により発生する反応性分子及び／または励
起原子と接触できるように構成された光遮蔽手段をさらに備える光処理装置。
【請求項４】
　前記光遮蔽手段が、前記光発生手段と前記基板保持手段との間に配置される遮蔽板であ
る請求項３に記載の光処理装置。
【請求項５】
　前記遮蔽板が、金属酸化物、および金属窒素物からなる請求項４に記載の光処理装置。
【請求項６】
　前記光遮蔽手段が、前記光発生手段と前記基板保持手段とを、前記装置本体内で区分す
る隔壁である請求項３に記載の光処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、優れた発光特性を有するフルカラー有機ＥＬ表示装置の製造方法及びフルカ
ラー有機ＥＬ表示装置の製造に用いる光処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報通信の高速化と応用範囲の拡大が急速に進んでいる。この中で、表示デバイ
スには、携帯性や動画表示の要求に対応可能な低消費電力・高速応答性を有する高精細な
表示デバイスの考案が広くなされている。
【０００３】
　有機エレクトロルミネセンス（以下有機ＥＬという）素子は、Ｔａｎｇらによる印加電
圧１０Ｖで１０００ｃｄ／ｍ2以上の高輝度で発光する積層型ＥＬ素子の報告（非特許文
献１）以来、高コントラスト、低電圧駆動、高視野角、高速応答性など液晶表示素子等に
比較して優位な特徴を活かして、フラットパネルデイスプレイヘの応用が期待され、実用
化に向けての研究が活発に行われている。すでに、緑色モノクロ有機ＥＬディスプレイな
どが製品化されており、高精細のフルカラーデイスプレイの完成が待たれている。
【０００４】
　有機ＥＬ素子は、陽極／有機ＥＬ層／陰極の構成を基本としており、ガラス板などの絶
縁基板上に、透明陽極を積層する構成が一般的である。この場合、発光した光は基板側か
ら取り出される。またカラー化のために、カラーフィルターまたは色変換フィルターを用
いる場合、有機ＥＬ素子の基板側にカラーフィルターまたは色変換フィルターを置くこと
になる。
【０００５】
　このため、カラーフィルターまたは色変換フィルターには、その層上に有機ＥＬ素子を
蒸着法により製膜する前に、光を透過させる層表面の汚れの除去および仕事関数を調整す
る為の前処理を実施するのが一般的である。このとき、前処理により発生する光にカラー
フィルターおよび色変換フィルターが晒されることになる。色変換フィルター層が含有す
る蛍光色素は、熱、紫外線などに弱いことが、一般的に言われており、製膜前の処理によ
り発生する光により劣化することが懸念されている。その為、カラーフィルターまたは色
変換フィルターの劣化を防止することは、優れた発光特性を有するフルカラー有機ＥＬデ
ィスプレイを製造する上で重要な課題である。
【０００６】
　特許文献１には、紫外線硬化樹脂からなるシール材を紫外線照射することにより硬化さ
せる工程を含むＥＬパネルの作成方法において、ＥＬ層を劣化させることなくＥＬパネル
を封ずる方法が記載されている。しかし、特許文献１において問題となっているのはＥＬ
層の光による劣化であり、そのメカニズムなどについては詳述されていない。
【０００７】
　特許文献２には、紫外線硬化性接着剤を介してガラス基板を封止部材により覆う有機Ｅ
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Ｌパネルであって、発光部への紫外線の照射を阻止する遮蔽部材が設けられている有機Ｅ
Ｌパネルが記載されている。しかし、特許文献２においても、問題となっているのはＥＬ
層の光による劣化であり、そのメカニズムなどについては詳述されていない。
【特許文献１】特開２００１－３１９７７６号公報
【特許文献２】特開２００４－１９２９３０号公報
【非特許文献１】Ａｐｐ１．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．，５１，９１３（１９８７）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は上記従来技術の問題点を解決するためのもので、カラー化の為のカラーフィル
ターおよび色変換フィルターなどの劣化を抑え、高効率なフルカラー有機ＥＬ表示装置を
製造する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の方法により製造されるフルカラー有機ＥＬ表示装置は、透明な支持基板と、該
支持基板上に配置されるカラーフィルター層または蛍光色素を含有する膜厚５μｍ以上の
樹脂膜を所望のパターンに形成してなる単一または複数種類の色変換フィルター層と、カ
ラーフィルター層及び／又は色変換フィルター層を被覆し透明かつ平坦に形成される高分
子膜層と、該高分子膜層上に形成される透明な無機膜層と、無機膜層上に形成された陽極
、有機ＥＬ層、陰極とを備える。
【００１０】
　この構成でフルカラー有機ＥＬ表示装置を作製する場合、高分子膜層上に透明な無機膜
層を形成する前、および陽極上に有機ＥＬ層を製膜する前に、膜の密着性および形成前の
処理表面に付着している有機物などの汚れの除去を目的として、高分子膜層、陽極の光処
理を実施している。その方法は、一般的に、高分子膜層、陽極に紫外線を照射することな
どにより行われている。しかし、高分子膜層、陽極に紫外線を照射することにより、該支
持基板上に配置され蛍光色素を含有する膜厚５μｍ以上の樹脂膜を所望のパターンに形成
してなる単一または複数種類の色変換フィルター層における色変換の効率が低下してしま
うことが確認されている。つまり、光処理を実施した際の紫外線照射により、その光が色
変換フィルター層まで到達し、その高いエネルギーで蛍光色素などがその効果を失い、効
率が低下してしまう。このような、色変換フィルター層に照射される紫外線を遮断し、な
おかつ効率的に高分子膜層、陽極の光処理が実施できれば高効率なフルカラー有機ＥＬ表
示装置が作製できると考えて、発明に至ったのである。
【００１１】
　すなわち、本発明は、基板上にパターニングされた色変換フィルター層及び／またはカ
ラーフィルター層と、該色変換フィルター層及び／またはカラーフィルター層を被覆する
高分子膜層と、該高分子膜層に積層される無機膜層とを備える色変換部と、少なくとも一
方が可視光透過性を有する一対の電極と該電極間に配置された有機ＥＬ層とを備える有機
ＥＬ素子部とを積層してなるフルカラー有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、前記高分
子膜層の前記無機膜層と接する面及び／または前記陽極の前記有機ＥＬ層と接する面を予
め光処理する工程を含み、該光処理する工程が、前記高分子膜層の前記無機膜層と接する
面及び／または前記陽極の前記有機ＥＬ層と接する面を、直接光に晒すことなく、光によ
り発生する反応性分子及び／または励起原子に晒すことを特徴とする。
　ここで、色変換フィルター層及び／またはカラーフィルター層とは、一つの表示装置に
おいて、色変換フィルター層のみが形成されていてもよく、カラーフィルター層のみが形
成されていてもよく、あるいはそれらの両方が形成されていてもよいことをいう。例えば
、赤、緑、青の画素のうち、一部がカラーフィルター層で、他が色変換フィルター層であ
ってもよい。
　予め光処理するとは、全て積層した後に光処理するのではなく、高分子膜層を積層後、
無機膜層を積層する前に光処理すること、および、陽極を積層後、有機ＥＬ層を積層する
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前に光処理することをいう。
　前記高分子膜層の前記無機膜層と接する面及び／または前記陽極の前記有機ＥＬ層と接
する面とは、高分子膜層の前記無機膜層と接する面のみを光処理する工程を含んでもよく
、陽極の前記有機ＥＬ層と接する面のみを光処理する工程を含んでもよく、あるいはこれ
らの両方の面についてそれぞれ光処理する工程を含んでもよいことをいう。
　また、色変換部と、有機ＥＬ素子部とを積層してなるフルカラー有機ＥＬ表示装置は、
有機ＥＬ素子部の陽極側に色変換部を積層してなる、有機ＥＬ素子部の陽極側から光を取
り出すボトムエミッション方式であってもよく、有機ＥＬ素子部の陰極側に色変換部を重
ね合わせてなる、有機ＥＬ素子部の陰極側から光を取り出すトップエミッション方式であ
ってもよい。
【００１２】
　前記光処理が紫外線処理であることが好ましい。
【００１３】
　本発明は、また別の形態によればフルカラー有機ＥＬ表示装置の製造用の光処理装置で
あって、装置本体と、該装置本体内に設けられた光発生手段と、基板保持手段とを備え、
前記基板保持手段に保持される基板上の被処理物が、前記光発生手段で発生する光に直接
晒されることなく、前記光発生手段で発生する光により発生する反応性分子及び／または
励起原子と接触できるように構成された光遮蔽手段をさらに備える。
　ここで、反応性分子とは、オゾンなどの酸化剤として機能する反応性の高い分子をいう
。励起原子とは、酸素ラジカルなどのラジカルとなる反応性の高い原子をいう。反応性分
子及び／または励起原子とは、反応性分子のみでもよく、励起原子のみでもよいが、通常
はこれらの両方を含む。
【００１４】
　ある実施形態において、前記光遮蔽手段が、前記光発生手段と前記基板保持手段との間
に配置される遮蔽板である。該遮蔽板が、金属酸化物、および金属窒素物からなることが
好ましい。
【００１５】
　別の実施形態において、前記光遮蔽手段が、前記光発生手段と前記基板保持手段とを、
前記装置本体内で区分する隔壁である。すなわち、前記光発生手段と前記基板保持手段と
を別室に配置することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明にかかるフルカラー有機ＥＬ表示装置の製造方法によれば、色変換フィルター層
及び／またはカラーフィルター層の効率低下を抑制することができる。そして、高い発光
特性を有するフルカラー有機ＥＬ表示装置の提供が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明にかかるフルカラー有機ＥＬ表示装置の製造方法を、図面を参照しながら
説明する。
【００１８】
　本発明の一実施形態による有機ＥＬ表示装置の製造方法は、基板にカラーフィルター層
及び／又は色変換フィルター層をパターニングする工程と、カラーフィルター層及び／又
は色変換フィルター層に高分子膜層を積層する工程と、該高分子膜層を光処理する工程と
、処理された高分子膜層に無機膜層を積層する工程と、該無機膜層に陽極を積層する工程
と、該陽極表面を光処理する工程と、処理された陽極に有機ＥＬ層および陰極を順次積層
する工程とを含む。
【００１９】
　図１は、本実施形態の方法により製造される有機ＥＬ表示装置の概略的な断面図である
。かかる有機ＥＬ表示装置は、基板１上にパターニングされた赤色変換フィルター層２、
緑色変換フィルター層３、青色フィルター層４と、これらを被覆する高分子膜層５と、無
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機膜層６と、陽極７と、正孔注入層８と、正孔輸送層９と、有機発光層１０と、電子注入
層１１と、陰極１２とを順に積層してなる。
【００２０】
［１．色変換部の製造］
　本明細書において、色変換部とは、基板１とその上にパターニングされた赤色変換フィ
ルター層２、緑色変換フィルター層３、青色フィルター層４と、高分子膜層５と、無機膜
層６とから構成される部分を指す。色変換部は、後述の有機ＥＬ素子部と積層され、有機
ＥＬ素子部における発光を異なる波長の可視光として出力する。
【００２１】
［カラーフィルター層及び／又は色変換フィルター層の形成］
　図２に本実施形態の方法により製造される色変換部の概略的な断面図を示す。色変換部
においては、赤色変換フィルター層２、緑色変換フィルター層３、青色フィルター層４は
、赤色、緑色、青色が別々に基板上１にパターニングされる。そして、赤色変換フィルタ
ー層２、緑色変換フィルター層３、青色フィルター層４を被覆するように高分子膜層５が
形成され、さらに高分子膜層５上に無機膜層６が積層されている。
【００２２】
　カラーフィルター層及び／又は色変換フィルター層は、以下に詳述する有機蛍光色素と
、マトリクス樹脂とを混合して基板上にパターニングすることにより製造することができ
る。
【００２３】
（有機蛍光色素）
　本発明において、色変換フィルター層の構成成分である有機蛍光色素としては、有機発
光層が発する近紫外領域ないし可視領域の光、特には青色ないし青緑色領域の光を吸収し
て異なる可視光を発するものであればよい。好ましくは、少なくとも赤色領域の蛍光を発
する蛍光色素の一種類以上が用いられ、緑色領域の蛍光を発する蛍光色素の一種以上と組
み合わせてもよい。すなわち、発光層としては、青色ないし青緑色領域の光を発光するも
のが得やすいのであるが、これを単なる赤色フィルターに通して赤色領域の光に変更しよ
うとすると、元々赤色領域の波長の光が少ないため、極めて暗い出力光になってしまう。
【００２４】
　したがって、赤色領域の光は、有機発光層からの光を蛍光色素によって赤色領域の光に
変換させることにより、十分な強度の出力が可能となる。一方、緑色領域の光は、赤色領
域の光と同様に、有機発光層からの光を別の有機蛍光色素によって緑色領域の光に変換さ
せて出力することができる。あるいは有機発光層の発光が緑色領域の光を十分に含む場合
は、有機発光層からの光を単に緑色フィルターを通して出力してもよい。この場合には、
既知の緑色フィルター材料を使用して緑色カラーフィルター層を形成することができる。
一方、青色領域の光に関しては光に関しては、発光層の光を単なる青色フィルターに通し
て出力させることも可能である。この場合には、既知の青色フィルター材料を使用して青
色カラーフィルター層を形成することができる。
【００２５】
　発光層から発する青色から青緑色領域の光を吸収して、赤色領域の蛍光を発する蛍光色
素としては、例えばローダミンＢ、ローダミン６Ｇ、ローダミン３Ｂ、ローダミン１０１
、ローダミン１１０、スルホローダミン、ベーシックバイオレット１１、ベーシックレッ
ド２などのローダミン系色素、シアニン系色素、１－エチル－２－〔４－（ｐ－ジメチル
アミノフェニル）－１３－ブタジエニル〕－ピリジウム－パークロレート（ピリジン１）
などのピリジン系色素、あるいはオキサジン系色素などが挙げられる。さらに、各種染料
（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料など）も堂光性があれば使用することがで
きる。
【００２６】
　発光層から発する青色ないし青緑色領域の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発する蛍光
色素としては、例えば３－（２‘－ベンゾチアゾリル）－７－ジエチルアミノクマリン（
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クマリン６）、３－（２’－ベンゾイミダゾリル）－７－Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノクマリ
ン（クマリン７）、３－（２‘Ｎ－メチルベンゾイミダゾリル）－７－Ｎ，Ｎ一ジエチル
アミノクマリン（クマリン３０）、２，３，５，６－１Ｈ，４Ｈ－テトラヒドロ－８－ト
リフルオロメチルキノリジン（９，９ａ，１－ｇｈ）クマリン（クマリン１５３）などの
クマリン系色素、あるいはクマリン色素系染料であるベーシックイエロー５１、さらには
ソルベントイエロー１１、ソルベントイエロー１１６などのナフタルイミド系色素などが
挙げられる。さらに、各種染料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料など）も蛍
光性があれば使用することができる。
【００２７】
　なお、本発明に用いる有機蛍光色素を、ポリメタクリル酸エステル、ポリ塩化ビニル、
塩化ビニル－酢酸ビニル共重合樹脂、アルキッド樹脂、芳香族スルホンアミド樹脂、ユリ
ア樹脂、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂及びこれらの樹脂混合物などに予め練り込
んで顔料化して、有機蛍光顔料としてもよい。また、これらの有機蛍光色素や有機蛍光顔
料（本明細書中で、前記２つを合わせて有機蛍光色秦と総称する）は単独で用いてもよく
、蛍光の色相を調整するために二種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２８】
（マトリクス樹脂）
　次に、本発明の色変換フィルター層に用いられるマトリクス樹脂は、光硬化性または光
熱併用型硬化性樹脂を、光および／または熱処理して、ラジカル種やイオン種を発生させ
て重合または架橋させ、不溶不融化させたものである。また、該光硬化性または光熱併用
型硬化性樹脂は、色変換フィルター層のパターニングを行うために硬化をする前は有機溶
媒またはアルカリ溶液に可溶性であることが望ましい。
【００２９】
　具体的に光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂とは、（１）アクロイル基やメタクロイ
ル基を複数有するアクリル系多官能モノマーおよびオリゴマーと、光または熱重合開始剤
からなる組成物膜を光または熱処理して、光ラジカルや熱ラジカルを発生させて重合させ
たもの、（２）ポリビニル桂皮酸エステルと増感剤からなる組成物を光または熱処理によ
り二量化させて架橋したもの、（３）鎖状または環状オレフィンとビスアジドからなる組
成物膜を光または熱処理によりナイトレンを発生させ、オレフィンと架橋させたもの、（
４）エポキシ基を有するモノマーと光酸発生剤からなる組成物膜を光または熱処理により
、酸（カチオン）を発生させて重合させたものなどが挙げられる。特に（１）の光硬化性
又は光熱併用型硬化性樹脂が高精細でパターニングが可能であり、耐溶剤性、耐熱性等の
信頼性の面でも好ましい。
【００３０】
　色変換フィルター層は、上記有機蛍光色素とマトリクス樹脂とを混合し、これをパター
ニングすることにより形成する。有機蛍光色素は、色変換フィルター層の質量を基準とし
て０．０１～５質量％、より好ましくは０．１～２質量％含有される。有機蛍光色素の含
有量が０．０１質量％未満ならば、十分な波長変換を行うことが困難である。色変換フィ
ルター層における有機蛍光色素の含有量が５質量％を越えると、濃度消光等の効果により
色変換効率の低下をもたらす。色変換フィルター層の残余を、マトリクス樹脂とすること
ができる。パターニングは、フォトリソグラフィ法などの既知の方法により行うことがで
きる。また、色変換フィルター層の厚さは、５～２０μｍとすることができるが、特定の
厚さには限定されない。
【００３１】
　なお、上述のように、色変換フィルター層とカラーフィルター層とは、有機発光層の発
光特性との関係で好適なほうを選択して基板上に形成することができる。
【００３２】
［高分子膜層の形成］
　高分子膜層５は、パターニングされた赤色変換フィルター層２、緑色変換フィルター層
３、青色フィルター層４を被覆し、かつ表面が平坦になるように形成される。高分子膜層
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５は可視域における透明性が高く（４００～７００ｎｍの範囲で透過率５０％以上）、Ｔ
ｇが１００℃以上で、表面硬度が鉛筆硬度で２Ｈ以上あり、カラーフィルター層及び／又
は色変換フィルター層上に平滑に塗膜を形成でき、カラーフィルター層及び／又は色変換
フィルター層の機能を低下させない材料であれば良い。例えば、イミド変性シリコーン樹
脂（特開平５－１３４１１２号公報、特開平７－２１８７１７号公報、特開平７－３０６
３１１号公報等）、無機金属化合物（ＴｉＯ、Ａｌ2Ｏ3、ＳｉＯ2等）をアクリル、ポリ
イミド、シリコーン樹脂等中に分散した材料（特開平５－１１９３０６号公報、特開平７
－１０４１１４号公報等）、紫外線硬化型樹脂としてエポキシ変性アクリレートル樹脂（
特開平７－４８４２４号公報）、アクリレートモノマー／オリゴマー／ポリマーの反応性
ビニル基を有した樹脂、レジスト樹脂（特開平６－３００９１０号公報、特開平７－１２
８５１９号公報、特開平８－２７９３９４号公報、特開平９－３３０７９３号公報等）、
無機化合物のゾルーゲル法（月刊ディスプレイ１９９７年、３巻、７号に記載。特開平８
－２７９３４号公報等）、フッ素系樹脂（特開平５－３６４７５号公報、特開平９－３３
０７９３号公報等）等の光硬化型樹脂及び／又は熱硬化型樹脂が挙げられる。
【００３３】
　高分子層５の形成法には特に制約はなく、例えば、乾式法（スパッタ法、蒸着法、ＣＶ
Ｄ法等）と湿式法（スピンコート法、ロールコート法、キャスト法等）等の慣用の手法に
より形成できる。また、高分子層５の厚みは、カラーフィルター層及び／又は色変換フィ
ルター層を十分に覆うことができる程度の厚みとすることができ、具体的には５～３０μ
ｍとすることができる。
【００３４】
［光処理工程］
　赤色変換フィルター層２、緑色変換フィルター層３、青色フィルター層４に高分子層５
を積層した後であって、無機膜層６を高分子層５に積層する前に、高分子層５表面に光処
理をする。ここで、高分子層５表面とは、無機膜層６と接する面、すなわち、高分子層５
の基板１と反対側の面をいう。
【００３５】
　光処理は、被処理面である高分子層５表面を光に直接晒すことなく、光により反応性分
子や励起原子を発生させ、反応性分子や励起原子を高分子層５表面に存在する反応基と主
に酸化反応させて表面を処理する。反応性分子や励起原子とは、主に紫外線よりもエネル
ギーの高い光を空気に照射することにより得られる反応性の高い分子または原子であって
、主に、オゾンや励起酸素原子が挙げられる。
【００３６】
　光処理に用いる光としては、紫外線が好ましく用いられる。紫外線により、反応性分子
や励起原子を発生させることができるためである。したがって、紫外線以外にも、高分子
層５表面を酸化する物質、特には、オゾンや励起酸素原子を発生させる光であれば使用す
ることができる。例えば、１８５ｎｍおよび２５４ｎｍの光を発生させる低圧水銀ランプ
を用いることができるが、これには限定されない。
【００３７】
　光処理の際には、光源付近で発生した反応性分子や励起原子を被処理面である高分子膜
層５表面に導入するように、清浄なドライエアーなどのガスを供給することができる。か
かる操作により、高分子層５表面に光が直接に照射されない状態であっても、表面処理に
必要な反応性分子や励起原子を、被処理表面に効率的に輸送することができる。
【００３８】
　光処理時間は、例えば、１０～３０分とすることができる。しかし、光処理時間は、高
分子層５に積層される無機膜層６との密着性との関係、高分子層５表面の汚れ、ガスの注
入特性等との関係から当業者が適宜決定することができ、特定の処理時間に限定されるも
のではない。
【００３９】
［無機膜層の積層］
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　次に、上記高分子層５上に無機膜層６を形成する。無機膜層６は、色変換フィルター層
及び／又はカラーフィルター層の凹凸を平坦化する機能を有する。無機膜層６としては、
電気絶縁性を有し、ガスおよび有機溶剤に対するバリア性を有し、可視域における透明性
が高い（４００～７００ｎｍの範囲で透過率８０％以上）ものが好ましい。例えば、該高
分子膜層上に、ＳｉＯｘ、ＳｉＮｘ、ＳｉＯｘＮｙ、Ａ１０ｘ、ＡｌＮｘなどの金属酸化
物を形成し、無機膜層６として用いることができる。これらの膜の形成方法として蒸着法
や、スパッタ法、ＣＶＤ法を用いることができる。特に、金属酸化膜の形成方法は、密着
性、膜厚の均質性、生産性の観点からスパッタ法が好ましい。無機膜層６の厚さは０．１
～１μｍとすることが好ましい。
【００４０】
［２．有機ＥＬ素子部の製造］
　次に、無機膜層６上に、有機ＥＬ素子部を積層する。本明細書において、有機ＥＬ素子
部とは、一対の電極の間に少なくとも有機発光層を扶持し、必要に応じ、正孔注入層や電
子注入層を介在させた構造を有しているものをいう。また、本明細書において、一対の電
極の間に扶持される、少なくとも有機発光層を含む層を有機ＥＬ層という。
【００４１】
　本実施形態においては、有機ＥＬ素子部は、図１に示すように、上記無機膜層６上にパ
ターン形成されたＩＴＯなどの透明電極からなる陽極７と、この該陽極を覆う正孔注入層
８とこの該正孔注入層上に形成された正孔輸送層９と、該正孔輸送層上に形成された有機
発光層１０と、該有機発光層上に形成された電子注入層１１と、該電子注入層上に形成さ
れた、金属電極などからなる陰極１２とで構成されている。
【００４２】
　このほかにも、有機ＥＬ素子部として、下記のような層構成を含むものを採用すること
ができる。
　（１）陽極／有機発光層／陰極
　（２）陽極／正孔注入層／有機発光層／陰極
　（３）陽極／有機発光層／電子注入層／陰極
　（４）陽極／正孔注入層／有機発光層／電子注入層／陰極
　（５）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子注入層／陰極
【００４３】
　上記の層構成において、陽極または陰極の少なくとも一方は、有機発光層の発する光の
波長域において透明であることが望ましい。そして、有機発光層で発生した光は、透明電
極を通して、前記色変換フィルター層及び／またはカラーフィルター層に入射させる。上
記各層の材料としては、公知のものを使用することができる。青色から青緑色の発光を得
るための有機発光層としては、例えばベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系、ベン
ゾオキサゾール系などの蛍光増白剤、金属キレート化オキソニウム化合物、スチリルベン
ゼン系化合物、芳香族ジメチリディン系化合物などが好ましく使用される。
【００４４】
　本実施形態に係る製造方法において、有機ＥＬ素子部は、無機膜層６上に、陽極７、有
機ＥＬ層、陰極１２の順に積層して製造しても良い。また、基板上に陽極７、有機ＥＬ層
、光透過性を有する陰極１２といった順に各層を積層して有機ＥＬ素子部を形成した後に
、有機ＥＬ素子部の陰極側に色変換部を重ね合わせても良い。いずれの場合であっても、
陽極７と、有機ＥＬ層との界面の汚れ等を除去するために、光処理をする必要がある。光
処理は、前述の高分子膜層６の処理と同様にして実施することができる。
【００４５】
　一実施形態においては、前記無機膜層６上に、陽極７を積層し、次いで、陽極７表面を
光処理する工程を行い、さらに、有機ＥＬ層（８、９、１０、１１）、陰極１２を積層す
る。陽極７としては、透明電極を用いることが好ましい。有機発光層からの光を基板側か
ら取り出すためである。具体的には、ＩＴＯ、ＩＺＯなどを用いることができる。陽極７
は、スパッタ法などにより形成することができる。そして、形成された陽極７表面を光処
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理する。光処理は、陽極７表面が、直接に光に晒されないように、例えば、光源と陽極７
表面とのあいだに遮蔽手段を設けて行うことができる。光処理後、陽極７に、既知の方法
で有機ＥＬ層（８、９、１０、１１）、陰極１２を積層して、発光層を形成することがで
きる。陰極１２としては、ＩＴＯ、ＩＺＯなどの透明電極、または金属電極を使用するこ
とができる。
【００４６】
　別の実施形態においては、有機ＥＬ素子部を単独で形成して、色変換部と重ね合わせて
、陰極側から光をとりだす方式のフルカラー有機ＥＬ表示装置(図示せず)を製造する。こ
の場合、有機ＥＬ素子部は、基板上に陽極、有機ＥＬ層、光透過性を有する陰極を順に積
層して形成することができる。このとき、光処理は、陽極パターニング後で、かつ有機Ｅ
Ｌ層製膜直前に、陽極表面に対して行うことができる。色変換部は、基板上にカラーフィ
ルター層及び／又は色変換フィルター層、高分子膜層、無機膜層を順に積層して形成する
ことができる。このとき、光処理は、高分子膜層形成後で、かつ形成前に高分子膜層表面
に対して行うことができる。そして、色変換部が、有機ＥＬ素子部の陰極側に位置するよ
うに貼り合わせることができる。
【００４７】
　有機ＥＬ素子部を製造する際に、陽極７および陰極１２のパターンはそれぞれ平行なス
トライプ状をなし、互いに交差するように形成されてもよい。その場合には、本実施形態
の方法により製造されるフルカラー有機ＥＬ表示装置はマトリクス駆動を行うことができ
る。すなわち、陽極７の特定のストライプと、陰極１２の特定のストライプに電圧が印加
された時に、有機発光層１０において、それらのストライプが交差する部分が発光する。
したがって、陽極７および陰極１２の選択されたストライプに電圧を印加することによっ
て、特定の蛍光色変換膜および／またはフィルター層が位置する部分のみを発光させるこ
とができる。
【００４８】
　あるいは、陽極あるいは陰極を、ストライプパターンを持たない一様な平面電極とし、
および陰極１２を各画素に対応するようパターニングしてもよい。その場合には、各画素
に対応するスイッチング素子を設けて、いわゆるアクティブマトリクス駆動を行うことが
可能になる。陽極あるいは陰極を、ストライプパターンを持たない一様な平面電極とする
場合には、平面電極上に前述の無機膜層を形成することにより、補助電極としての機能を
持たせることも可能である。
【００４９】
　本実施形態の製造方法によって得られたフルカラー有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ素子
と色変換部とから構成され、有機ＥＬ素子部の有機発光層が発する近紫外から可視領域の
光、好ましくは青色から青緑色領域の光を色変換部に入射し、色変換部から異なる波長の
可視光として出力させるようにしたものである。そして、本実施形態の製造方法によれば
、光処理が、光を被処理面に直接に照射させることがないようにしているため、色変換フ
ィルター層及び／またはカラーフィルター層の劣化が少なく、初期特性、輝度保持率の優
れたフルカラー有機ＥＬ表示装置を得ることができる。
【００５０】
　次に、本発明の別の実施形態に係る光処理装置について説明する。
　第一実施形態にかかる光処理装置を図３に示す。図３に示す光処理装置１００は、装置
本体１０５と、該装置本体内に設けられた光発生手段１０２と、光遮蔽手段１０３と、基
板保持手段１０１とを備える。装置本体１０５内において、光発生手段１０２と、基板保
持手段１０１とは対向して設置されている。基板保持手段１０１は、その光発生手段１０
２に面した側に、被処理面を有する層が積層されていてもよい基板１を保持することがで
きる。そして、光発生手段１０２と基板保持手段１０１との間には、光発生手段１０２か
らの光を遮るように、光遮蔽手段１０３が配置される。また、装置本体１０５には、外部
からガスを導入可能なガス導入口１０４が設けられている。
【００５１】
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　装置本体１０５は、その内部に光発生手段１０２と、光遮蔽手段１０３と、基板保持手
段１０１とを収容することができ、ある程度の密閉性を有する容器であればよい。装置本
体１０５中でオゾンまたは励起酸素原子を発生させ、発生させたオゾンまたは励起酸素原
子で高分子膜層５および／又は陽極７表面の改質反応を生じさせるためである。
【００５２】
　基板保持手段１０１は、基板を保持することができるものであればよく、ステージ等を
用いることができる。
【００５３】
　光発生手段１０２は、オゾンまたは励起酸素原子などの反応性分子や励起原子を発生す
ることができるエネルギーを有する光を発することができるものであればよい。すなわち
、１００～３００ｎｍの範囲の波長を有する光を発することができるものであればよい。
例えば、１８５ｎｍおよび２５４ｎｍの光を発生させる低圧水銀ランプを使用することが
できる。オゾンまたは励起酸素原子を発生することで、高分子膜層５および／又は陽極７
表面を改質することができるためである。
【００５４】
　ガス導入口１０４は、装置本体１０５内に清浄なドライエアーなどのガスを供給するた
めのものである。ガスを供給することで、処理装置１００内に気体の流れを作ることがで
き、光発生手段から照射される光、例えば、紫外線により発生したオゾンなどを被処理層
表面に導入し、効率的に被処理層の表面を洗浄、または改質することができる。
【００５５】
　光遮蔽手段１０３は光発生手段１０２から照射される波長の光を遮断することができる
ものであればよい。具体的には、ソーダライムガラス、金属酸化物、金属窒化物などを用
いることができるが、これらには限定されない。前記光遮蔽手段１０３は、前記基板保持
手段１０１に保持される基板の被処理面が、前記光発生手段１０３からの光に晒されない
ように配置されている。具体的には、光遮蔽手段１０３を、保持される基板と少なくとも
同じ大きさか、それよりも大きくし、光遮蔽手段１０３が保持される基板と接触しないよ
うな位置関係とすれば、光が基板に直接照射されないようにすることができる。
【００５６】
　次に、第二実施形態にかかる光処理装置を図４に示す。図４に示す光処理装置２００は
、装置本体が、処理部２０６と光発生部２０７とを備える。そして、処理部２０６が、基
板保持手段２０１を備え、光発生部２０７が光発生手段２０２を備える。処理部２０６と
光発生部２０７とは、光により発生する反応性分子や励起原子の移動はできるが、光発生
部２０７で発生する光が直接に処理部２０６に照射されないように連通しており、別個の
部屋として構成されている。すなわち、この場合、処理部２０６と光発生部２０７とを隔
てる隔壁が、前記基板保持手段１０１に保持される基板の被処理面が、前記光発生手段１
０３からの光に晒されないように設けられる光遮蔽手段となっている。
【００５７】
　このように、光発生手段２０２を備える光発生部２０７と、基板保持手段２０１を備え
た処理部２０６とが、別々に構成されることで、前記基板保持手段２０１に保持される基
板の被処理面を光に晒すことなく、光処理をすることができる。
【００５８】
　なお、図３、４に示す光処理装置は、それぞれ本発明の一態様であって、本発明は、こ
れらの構成に限定されるものではない。前記基板保持手段に保持される基板の被処理面が
前記光発生手段で発生する光に直接晒されないような構造を有するものであれば、用いる
ことができる。
【実施例】
【００５９】
　本発明の製造方法によりフルカラー有機ＥＬ表示装置からなる有機ＥＬディスプレイを
製造し、その性能を比較した。有機ＥＬディスプレイは画素数６０×８０×ＲＧＢ、画素
ピッチ０．３３ｍｍで形成した。
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【００６０】
［実施例１］
　本発明の方法により、図１に示す有機ＥＬ表示装置を製造した。
【００６１】
［青色フィルターの作製］
　青色フィルター材料（富士ハントエレクトロニクステクノロジー製：カラーモザイクＣ
Ｂ－７００１）を透明基板１としてのコーニングガラス（５０×５０×１．１ｍｍ）上に
、スピンコート法を用いて塗布し、フォトリソグラフ法によりパターニングを実施し、青
色フィルター層４の線幅０．１ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、膜厚１０μｍのラインパター
ンを得た。
【００６２】
［緑色変換フィルターの作製］
　蛍光色素としてクマリン６（０．７質量部）を溶剤のプロピレングリコールモノエチル
アセテート（ＰＧＭＥＡ）１２０質量部へ溶解させた。光重合性樹脂の「Ｖ２５９ＰＡ／
Ｐ５」（商品名、新日鐵化成工業株式会社）１００質量部を加えて溶解させ、塗布液を得
た。この塗布溶液を、青色フィルター層のラインパターンが形成済である、透明基板１上
に、スピンコート法を用いて塗布し、フォトリソグラフ法により、パターニングを実施し
、緑色変換フィルター層３の線幅０．１ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、膜厚１０μｍのライ
ンパターンを得た。
【００６３】
［赤色変換フィルター層の作製］
　蛍光色素としてクマリン６（０．６質量部）、ローダミン６Ｇ（０．３質量部）、ベー
シックバイオレット１１（０．３質量部）を溶剤のプロピレングリコールモノエチルアセ
テート（ＰＧＭＥＡ）１２０質量部へ溶解させた。光重合性樹脂の「Ｖ２５９ＰＡ／Ｐ５
」（商品名、新日鐵化成工業株式会社）１００質量部を加えて溶解させ、塗布液を得た。
この塗布溶液を、青色フィルターおよび緑色変換フィルターのラインパターンが形成済で
ある、透明基板１上に、スピンコート法を用いて塗布し、フォトリソグラフ法により、パ
ターニングを実施し、赤色変換フィルター２の線幅０．１ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、膜
厚１０μｍのラインパターンを得た。
【００６４】
［高分子膜層５の作製］
　上記赤色変換フィルター層２、緑色変換フィルター層３、青色フィルター層４の上に、
ＵＶ硬化型樹脂（エポキシ変性アクリレート）をスピンコート法にて塗布し、高圧水銀灯
にて照射し、膜厚８μｍの高分子膜層５を形成した。この時、赤色変換フィルター層２、
緑色変換フィルター層３、青色フィルター層４のパターンは変形がなく、且つ、高分子膜
層５上面は平坦であった。
【００６５】
［無機膜層作成前の光処理］
　図３に示す紫外線照射装置１００のステージ１０１に、赤色、緑色、青色の色変換フィ
ルター層（２、３、４）と高分子膜層５とを形成した透明基板１を載せ、室温で紫外線処
理を実施した。紫外線処理時間は１０分とした。光発生手段１０２としては、１８５ｎｍ
および２５４ｎｍの光を発生させる低圧水銀ランプを用いた。紫外線の出力は１．５ｍＪ
／ｃｍ2であった。また高分子膜層５を形成した基板１に直接、紫外線が到達しないよう
に、ソーダライムガラスからなり、高分子膜層５表面に対して基板と同じ大きさを有する
遮蔽板１０３を取り付けた。また、高分子膜層５表面に直接紫外光が到達しないようにす
るため、及び紫外線により発生したオゾンなどを高分子膜層５表面に導入する為に、ガス
導入口１０４から清浄なドライエアーを０．１ｌ／ｓで供給し、処理装置１００内に気体
の流れを作った。
【００６６】
［無機膜層の作製］
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　高分子膜層５に紫外線による光処理を施した後に、高分子膜層５を形成した基板１を処
理装置１００から取り出し、高分子膜層５上に、ＲＦスパッタ法により室温において、Ｓ
ｉＯｘ膜からなる無機膜層６を３００ｎｍ形成した。スパッタターゲットにはＳｉを用い
、スパッタガスとしてＡｒおよび酸素の混合ガスを用いた。
【００６７】
［有機ＥＬ素子部の作製］
　上記のようにして製造した無機膜層６の上に、陽極７／正孔注入層８／正孔輸送層９／
有機発光層１０／電子注入層１１／陰極１２の６層を構成した。また、パターニングされ
た陽極７のあいだに、フォトリソグラフィ法で、陽極７周辺での絶縁不良発生を抑制する
ための絶縁膜１３を設けた。
【００６８】
　まず、無機膜層６の上面にレジスト材料を塗布し、透明電極を作製したいパターンにフ
ォトリソグラフィ法によりパターニングを行った。その後、スパッタ法にて透明電極（製
品名ＩＤＩＸＯ）を全面成膜した。その後、レジスト剥離液により、不用な部分の透明電
極を除去し、それぞれの色の発光部（赤色２、緑色３、および青色４）に位置する、幅０
．０９４ｍｍ、間隙０．０１６ｍｍ、膜厚１００ｎｍのストライプパターンからなる陽極
７を得た。上記方法により、作製することにより、無機膜であるＳｉＯｘにピンホールな
どの欠陥が発生している場合でも欠陥が広がることがなく、陽極が形成できるようになる
。
【００６９】
　次いで、陽極７表面を、前記高分子膜層５の前処理と同じ装置を使用して、同様の方法
で紫外線処理した。処理時間は２０分とした。
【００７０】
　次に、基板１上に、色変換フィルター層２、３、４、高分子層５、無機膜層６、陽極７
が積層された積層体を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、正孔注入層８、正孔輸送層９、有機
発光層１０、電子注入層１１を、真空を破らずに順次成膜した。
【００７１】
　成膜に際して真空槽内圧は１×１０-4Ｐａまで減圧した。正孔注入層８は銅フタロシア
ニン（ＣｕＰｃ）を１００ｎｍ積層した。正孔輸送層９は４，４’－ビス〔Ｎ－（１－ナ
フチル）－Ｎ－フェニルアミノ〕ビフェニル（α－ＮＰＤ）を２０ｎｍ積層した。有機発
光層１０は４，４’－ビス（２，２’－ジフェニルビニル）ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）を
３０ｎｍ積層した。電子注入層１１はアルミキレート（Ａ１ｑ）を２０ｎｍ積層した。
【００７２】
　この後、陽極（製品名ＩＤＩＸＯ）７のラインと垂直に幅０．３０ｍｍ、空隙０．０３
ｍｍギャップのストライプパターンが得られるマスクを用いて、厚さ２００ｎｍのＭｇ／
Ａｇ（１０：１の質量比率）層からなる陰極１２を、真空を破らずに形成した。こうして
得られた有機ＥＬ表示装置をグローブボックス内乾燥窒素雰囲気（酸素および水分濃度と
もに１０ｐｐｍ以下）下において、封止ガラス（図示せず）と接着剤を用いて封止した。
【００７３】
［比較例１］
　高分子膜層５上およびの陽極７表面を、従来の光処理装置で紫外線処理した以外は、実
施例１と同様に表示装置を形成した。比較例において用いた従来の光処理装置を図５に示
す。図５に示す光処理装置３００は、装置本体３０５内に対向して設けられた、基板保持
手段３０１と、光発生手段３０２とを備えるものであった。光発生手段３０２は、上記実
施例で用いたのと同じ低圧水銀ランプであった。そして、基板を基板保持手段３０１に設
置して紫外線を発生させたとき、紫外線は、直接、高分子膜層５上およびの陽極７表面に
照射された。
【００７４】
［評価］
　実施例１および比較例１にてそれぞれ２つのフルカラー有機ＥＬ表示装置を作製し、駆



(13) JP 4716168 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

動試験を行なった。
（駆動方法）
線順次走査：駆動周波数６０Ｈｚ，デューティ１／６０
１画素当たりの電流量１００μＡ
（比較方法）
初期特性およびｌ０００時間の連続駆動を行った後に、輝度変化の比較を行った。
【００７５】
【表１】

【００７６】
　本発明の処理装置を用いた場合、カラーフィルター層及び／又は色変換フィルター層の
劣化を抑制し、高性能なフルカラー有機ＥＬパネルが製造可能であることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の方法により製造されるフルカラー有機ＥＬ表示装置の一画素あたりの断
面図である。
【図２】本発明の方法により製造される色変換部の断面図である。
【図３】本発明にかかる光処理装置の構成を示す概念図である。
【図４】本発明における他の光処理装置の構成を示す概念図である。
【図５】従来の光処理装置の構成を示す概念図である。
【符号の説明】
【００７８】
　１　基板
　２　赤色変換フィルター層
　３　緑色変換フィルター層
　４　青色フィルター層
　５　高分子膜層
　６　無機膜層
　７　陽極
　８　正孔注入層
　９　正孔輸送層
　１０　有機発光層
　１１　電子注入層
　１２　陰極
　１３　絶縁膜
　１００　光処理装置
　１０１　基板保持手段
　１０２　光発生手段
　１０３　遮蔽手段
　１０４　ガス導入口
　１０５　光処理装置本体
　２００　光処理装置
　２０１　基板保持手段
　２０２　光発生手段
　２０４　ガス導入口
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　２０５　光処理装置本体
　２０６　処理部
　２０７　光発生部
　３００　光処理装置
　３０１　基板保持手段
　３０２　光発生手段
　３０５　光処理装置本体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种高效的全色有机EL显示装置的制造方法，该显
示装置具有用于着色的滤色器，颜色转换滤光器等的劣化限制。 
ŽSOLUTION：制造方法用于通过层压包括在基板上图案化的颜色转换滤
光器层和/或滤色器层的颜色转换部件制成的全色EL显示器件，涂覆颜色
转换滤光器层的聚合物膜层和/或滤色器层，和层压在聚合物层上的无机
膜层，以及包括至少具有可见光透明性的一对电极和布置在电极之间的
有机EL层的有机EL元件部分。还提供了一种光学处理方法，其使与聚合
物膜层的无机膜层和/或与阳极的有机EL层接触的面接触的面暴露于由光
和/或激发原子产生的反应性分子，不将其暴露在直射光下。 Ž
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